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Sposob suszenia odbitek fotograficznych.

Zgloszono 15 lutego 1923 r.
Udzielono 20 listopada 1925 r. .
Pierwszenstwo: 16 lutego 1922 r, (Niemcy).

W celu nadania potysku odbitkom fo-
tograficznym wykonanym na papierze
zelatynowym, lub w celu zmatowania tych-
ze, nakladamy je po zmoczeniu na szkla-
* na, gumewa, celuloidowa lub tym podobna
plyte polerowana lub zmatowana, doci-
skajac mocno do podtoza, wskutek czego
po catkowitem wyschnieciu odbitki otrzy-
muja potysk, wzglednie zostaja zmatowane,

Sposéb ten jednak posiada pewne nie-
dogodnosci:

Do pracy z wigkszemi ilo$ciami ¢dbi-
tek niezbedne sa obszerne, pozbawione
kurzu, dokladnie przewietrzane suszarnie,
wyposazone w odpowiednie podstawki,
stuzace do suszenia odbitek; jednoczesnie
tez nalezy uwazaé, aby temperatura nie

wzrastala zbyt szybko, gdyz obrzeza od-
bitek $cisnietych, wysychajac przedwcze-
énie, powoduja stopniowe cdskakiwanie
wierzchniej powloki (znane zjawisko u-
jemne, zdarzajace si¢ w odbitkach o znacz-
nym potysku).

Przecigtny czas suszenia wynocsi okolo
8 godzin, wskutek ‘czego na jednem podlo-
zu mozna dokonaé jednego tylko suszenia
przez dzien i jednego przez ncc, tak, iz w
ciggu doby otrzymujemy dwie odbitki.

Aby umozliwié szybkie suszenie, uni-
kajac przytem wynikajacych stad niedo-
gednoéci, postepujemy, stosownie do wy-
nalazku, w sposéb nastepujacy:

Na polerowang powierzchnie plyty
szklanej A (patrz rysunek) mnakladamy,



jak zwykle, zmoczong Cdblth B, Na te
ostatnia nakladamy opisana ponizej
suszke, poczem na nia nakladamy druga
plyte szklana, z nalozonemi obustronnie
cdbitkami B! { B2 poczem znéw suszke C
i tak dalej okoto 30 warstw, Wreszcie na
wierzch nakladamy plyte P obciazona cie-
zarem G. Suszka przepojona scla higro-
skopijng wchlania chciwie wilgo¢, znajduja-
ca sie w obitkach i wysusza je szybko, Czas
suszenia wynosi okoto 45 minut, wskutek

wysuszyé i uzy¢ ponownie dowolna ilosé
razy.

Do przeprowadzenia sposobu uzywa-
my suszek z tworzywa posiadajacego
zdolnoéé pochlaniania (pape, filc, sukno i
t. d.), ktére przepajamy sola h’groskopij-
ng, np. chlorkiem wapnia, Suszki te z obu
stron zaopatrujemy w powloke ochrania-

jaca, np. papierowa, plécienna i t. d.

Zastrzeienie patentowe.

czego na jednem podfozu mozna wysuszyé

dziennie okoto dziesigciu serji odbitek.
Poniewaz odbltlu podczas suszenia 53

“ sprasbwane, wiec przedwczesne stopnio-

we zwijanie si¢ obrzezy jest niemozliwe.
Suszenia mozna dckonywaé w jakiem-

kolwiek badz pomieszczeniu, nawet chtod-

nem i wilgotnem. Suszki po uzyciu mozna

Sposéb suszenia odbitek fotogralicz-
nych, znamienny tem, ze odbitki stykaja
si¢ z tworzywem, przepojonem solami hi-
groskopijnemi, posiadajacemi  zdolno$é
wchlaniania.

Edmund Griinhauser.
Zastepca: M, Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.

- - \:.‘-7_0 [} . Y
feve o :'c ‘:. -
c*
_.: R -..:_-‘...3 '.{.. . et -‘.
A F: NIRETE o) JERE
AR
N\en\o‘"
. 3
\v):li\ we

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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